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台湾 特許請求の範囲の解釈に関する判例（プリント配線基板事

件） 

特許請求の範囲に関する解釈は、特許の有効性と、特許権侵害行為が成立するか否かとを判断する

最初のステップであり、最も重要で紛争になりやすいステップでもある。台湾において、請求項を解

釈する際、もし出願人が明細書においてある用語について明確に定義している場合、当該用語は定め

られた定義に解釈される。しかし定義していない場合、当該用語をどう解釈するかは、訴訟において

主な争点となることが多い。台湾知的財産及び商事裁判所 2021年行専訴字第 21号判決において、裁

判所は下記の原則について、改めて強調した。請求項解釈の基本原則は請求項に記載された文字に準

ずることであり、明細書や図面あるいは一部の実施形態で開示されているが請求項に記載されていな

い内容を、請求項に導入することはできない。 

事件の概要 

本件は、「易華電子股份有限公司（JMCエレクトロニクス）」（無効審判請求人、訴訟参加人）が「頎

邦科技股份有限公司（チップボンド・テクノロジー）」（特許権者、原告）が有する第 I397963号特許

「プリント配線基板、その製造方法および回路装置」（以下、本件特許）に対して、無効審判を請求し

た事件である。台湾特許庁による審理の結果、「請求項 3～8について無効審判の請求を認容する」と

いう審決が下された。特許権者は、当該審決を不服とし、行政訴訟を提起したが、台湾知的財産及び

商事裁判所は、原告の請求を棄却し 、本件特許における請求項 3～8に対する無効審判認容審決を維

持した。本件の主な争点は、独立項である請求項 3における「突出している」構造に関する技術的特

徴の解釈である。 
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本件特許と引用文献の主な技術的特徴 

本件特許の技術的特徴 

本件特許に係る発明は、マイグレーションによる短絡が発生しにくいプリント配線基板を提供する。

請求項 3に記載された技術的特徴は下記の通りである。 

A、絶縁フィルムと、該絶縁フィルムの少なくとも一方の表面に形成された配線パターンとを有し、

該配線パターンは、絶縁フィルム表面に形成された基材金属層と、該基材金属の表面に形成さ

れた導電性金属層とからなり、 

B、 上記導電性金属層は下端部を有しており、且つ上記基材金属層は側端部と上端部を有しており、 

C、 該配線パターンの幅方向の断面における基材金属層の上端部が、該基材金属層の表面に析出し

た導電性金属層の下端部から幅方向に突出して形成されており、 

D、 上記配線パターンの幅方向に突出して形成されている基材金属層からなる配線パターンの基

材金属層の上端部の表面の少なくとも一部が不働態化されている 

E、 ことを特徴とするプリント配線基板。 

また、本件特許の図６は下記の通りである。 

 

引用文献において開示された内容 

引用文献 5（日本特開第 2002-289650号）において、本件特許の請求項 3の技術的特徴 A、B、及

び Eが開示されている。引用文献 4（日本特開第 2003-188495号）において、技術的特徴 Dが開示さ

れている。この二点について、当事者双方は争っていない。 

しかし本件特許の請求項 3の技術的特徴 Cについて、引用文献 5の明細書段落番号【0025】におい

て、下記の技術内容が開示されている。「図 1 において、まず、ポリイミド樹脂フィルム１上にニッ

ケルスパッタ層２を介して設けた銅箔３をエッチングによりパターニングして銅リード８を含む配

線パターンを形成する（図１（ａ））。このときリード側面８ａには、銅のエッチングの際に、銅がエ
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ッチングされることで、銅リード８下方からニッケルスパッタ層２の一部がはみ出し部２ａとして残

る。」 

引用文献 5の図 1（a）は下記の通りである。 

 

よって、本件の争点は、本件特許の請求項 3の技術的特徴 Cである「突出している」構造が、引用

文献 5において開示されているか否か、という点である。 

原告の主張 

頎邦科技股份有限公司（原告）が主張した内容は、下記の通りである。 

本件特許の請求項 3における「突出している」構造は、「『基材金属層の側端部』と、導電性金属層

の幅方向に突出して形成されている『基材金属層の上端部』とを組み合わせた構造である」と解釈す

べきであり、且つ当該「突出している」構造は、特定された組み合わせ構造（プラットフォーム構造）

であり、予期せぬ効果を奏し得る。一方、引用文献 5に記載された「はみ出し部」は銅をエッチング

した後の「構造が特定されていない金属残留物」である。両者を混同してはならない。 
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知的財産及び商事裁判所の見解 

本件特許の請求項 3における「突出している」構造は、本件特許の明細書において明確に定義され

ていない。請求項 3 において、下記のように記載されている。「…該配線パターンの幅方向の断面に

おける基材金属層の上端部が、該基材金属層の表面に析出した導電性金属層の下端部から幅方向に突

出して形成されており、…」当業者は、前述の文字の客観的意味から、次のように理解することがで

きる。金属層の上端部が幅方向に突出して形成されているのは、配線パターンの幅方向の断面から観

察すると、基材金属層の上端部の幅が導電性金属層の下端部の幅より広いためである。したがって、

本件特許の請求項 3 における「突出している」構造は、「配線パターンを幅方向に切断し、その断面

において基材金属層の上端部の幅が、導電性金属層の下端部の幅より広い」構造であると解釈すべき

である。 

本件特許の明細書及び図面を更に参酌することにより、以下のことがわかる。本件特許のプリント

配線基板の配線パターンにおける基材金属層１３の上端部２６が導電性金属層２０の下端部から幅

方向に突出しているのは、基材金属層１３は導電性金属層２０よりエッチングされにくい、即ち導電

性金属層２０はエッチングされた部分が比較的多いため細くなるのに対し、基材金属層１３はエッチ

ングされた部分が比較的少ないためである。それ故、本件特許の明細書及び図面を参酌しても、本件

特許の請求項 3 の「突出している」構造は、「配線パターンを幅方向に切断し、その断面において基

材金属層の上端部の幅が、導電性金属層の下端部の幅より広い」構造であると解釈すべきである。 

原告は、「突出している」構造に関する解釈において「基材金属層の側端部」を考慮すべきであると

主張する。しかし、請求項 3には、側端部が突出しているか否か、どのように突出しているかについ

ては記載されておらず、上端部と側端部との特徴の関係性についても記載されていない。よって、「突

出している」構造に関する解釈は基材金属層の側端部を考慮すべきではない。また、本件特許の図 6

において「基材金属層の側端部２３」と示されているとしても、当該図面は単に本件特許の実施形態

又は具体例を例示しているに過ぎず、請求項を解釈する際、図面に記載された特徴によって請求項で

限定された範囲を制限してはならない。したがって、原告の主張は採用できない。 

原告は、本件特許の請求項 3 の「突出している」構造という技術特徴は意図的に形成されており、

当該構造は本件特許が先行技術と比べ予期せぬ効果を奏し得る主因であり、先行技術に記載されたリ

ードをエッチングした後の残留物と混同してはならないと主張する。しかし、当該構造が意図的に製

造されたか否かは請求項の解釈に影響を与えず、明細書に記載された製造方法は単に実施形態の例で

あり、他の製造方法を排除するものではない。 

以上より、本件特許の請求項 3は当業者が引用文献 4、5 の組み合わせに基づき容易に完成できる

ものであり、進歩性を有しない。 
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弊所コメント 

台湾専利法第 58条において、「特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解

釈時には、明細書及び図面を参酌することができる。」と規定されている。また、台湾専利侵害判断要

点において、請求項解釈に関する原則として次のように明記されている。「実施形態又は実施例は、単

に出願人が認める発明を実現する好ましい形態又は具体的な例示に過ぎず、クレームの解釈において

は、クレームの内容を単に明細書又は図面に記載された具体的な実施形態又は実施例のみに解釈して

はならない。」。これにより、明細書又は図面において開示された特定の特徴を用いて請求項の範囲を

更に限縮訂正していない場合、請求項に記載された文字が十分に明確であれば、一部の図面又は特定

の実施例において開示された特徴を用いて請求項を解釈することはできない。 

本件において、図 1(g)、図 2(f)、図 5及び図 6に記載された基材金属層の突出している構造は特許

権者（原告）が主張したプラットフォーム構造であるが、図 3及び 4においてはいずれもプラットフ

ォーム構造ではない。このように、図 1(g)、図 2(f)、図 5及び図 6に記載された基材金属層の突出し

ている構造は単に一部の実施例に過ぎず、これをもって特許請求の範囲を限定することはできないこ

とが分かる。加えて、本件特許の請求項に係るプリント配線基板は必然的に特許権者が主張するプラ

ットフォーム構造を有するということについて、当業者は明細書における突出している構造に関する

記述及び製造方法により直接的且つ一義的に知ることができない。したがって、本件訴訟において特

許権者は請求項 3の「突出している」構造に関する解釈に関する主張を行ったが、裁判所はこれを採

用しなかった。 

また、特許権者は、突出している構造は意図的に形成されたものであり、引用文献 5に記載された

エッチングした後の金属残留物とは異なると主張したが、請求項に記載された文字には、当該突出し

ている構造は意図的に形成されたものであるかについて限定する記述がない。したがって、意図的に

形成された突出している構造は予期せぬ効果を奏し得るか否かは、当然ながら本件の検討範囲には含

まれないとされた。 

以上より、特許明細書の作成は慎重に行うべきであるという点の重要性が、本件を通じてもう一度

浮き彫りになった。請求項に記載する文字は緻密に考える必要があり、限定が多すぎると特許権の範

囲が狭くなり、侵害行為を阻止することが難しくなる。一方、限定が少なすぎると、本件のように特

許権が無効になる可能性がある。本件において特許権者は請求項について限縮訂正を行わず、突出し

ている構造について特定の実施例を用いて限定解釈することを試みたが、これは実に難しいことであ

り、最終的に特許無効の結果となった原因でもある。 
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台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」

（2020 年 4 月発行）及び「台湾商標実務ガイド」（2022 年 2 月発行）が発売中 

 

台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」（2020 年 4 月）及び

「台湾商標実務ガイド」（2022 年 2 月）に発明推進協会様より発行されています。 

2020 年 4 月に「台湾専利実務ガイド」を出版し、台湾での専利出願、無効審判、侵害訴訟などの諸制度を

日本の読者に紹介した当書は、各界から多くの反響があり、好評を得ています。 

また「台湾専利実務ガイド」に続き、台湾商標に関する書籍として、台湾商標の出願から登録までの流れ、

争議案件に関する解説のほか、商標権の保護まで体系的に紹介した「台湾商標実務ガイド」も 2022 年 2 月

17 日に出版されました。 

「台湾専利実務ガイド」及び「台湾商標実務ガイド」の両書は台湾の知的財産権に関して体系的に理解で

きるものとなっており、皆様のお役に立てるものと考えております。 

 

Wisdom 最新知財ニュース 

台湾 2023 年から特許及び商標の登録証が電子化 

台湾特許庁は 11 月 16 日、2023 年 1 月から特許及び商標の電子登録証申請を開始すると発表した。利便

性を考慮して、新たな制度は電子登録証の発行を強制せず、出願人は特許証書発行の申請時又は商標登録

料の支払い時に、電子登録証又は書面による登録証を選択できる。また、書面による登録証が必要になる

場合も考慮し、電子登録証による受領を選択した人は、必要に応じて登録証の書面による写しを請求でき

る。（続きを見る） 

台湾 台積電（TSMC）アメリカに 3 ㎚プロセスのファブを建設予定 

台積電（TSMC）の米国アリゾナ州にある 12 インチウェハ工場「Fab 21」の建設進度は予定通りであり、

mailto:info@wisdomlaw.com.tw
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2022 年 12 月には最初の製造装置を搬入する（First tool-in）記念式典が開催される予定である。最近の海

外の報道によると、台積電は引き続き 2 つ目の 12 インチウェハ対応ファブを建設し、隣接地に 3 ㎚を製

造可能なファブを建設予定という。設備メーカーは、「新工場は「Fab 21」の第 2 フェーズであり、工場

建設は 2025 年以降に開始される予定である。」と示した。（続きを見る） 

中国 京東方（BOE）が華燦光電（HC SemiTek）の株式を取得予定、筆頭株主に 

中国の大手ディスプレイメーカー京東方（BOE）は、20.84 億人民元で華燦光電（HC SemiTek）の株式 3.72

億株を取得する予定であると発表した。これにより京東方は華燦光電の 23.08%の株式を保有することで

筆頭株主となり、従来の筆頭株主である華実控股は第 2 位となる。（続きを見る） 

台湾 億光（エバーライト）が特力屋（TEST RITE RETAIL CO., LTD.）等 3 社を特許権侵害で提訴、3 億台

湾ドルの損害賠償を求める 

億光は 2022 年 11 月 7 日、台湾知的財産及び商事裁判所に特許権侵害訴訟を提起した。特力屋股份有限

公司（TEST RITE RETAIL CO., LTD.）、展晟照明股份有限公司（JAN CHENG LIGHTING CO., LTD.）及び中國

電器股份有限公司（CHINA ELECTRIC MFG. CORP.）が販売する電球、蛍光灯及びシーリングライト等の

LED 商品が、億光の台湾特許権（TWI665406、TWI644055 及び TWI553264）を侵害しているとして提訴

し、被告に対し 3 億台湾ドルの損害賠償及び権利侵害品の製造、輸入、販売の即刻停止を求めた。（続き

を見る） 

 

受賞(Awards) 

弊所は 2022 World Trademark Review 1000 ランクイン、2022 IAM Patent 1000「Prosecution」選出、IP 

Stars 2022 及び ASIA IP 2022 でランクインしています。 
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